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(57)【要約】
　（Ａ）炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートと、（Ｂ）光
重合開始剤を含有し、（メタ）アクリレートあたりの親水性官能基量が４．８０～７．６
０ｍｍｏｌ／ｇの範囲にある有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートと、（Ｂ）光重
合開始剤を含有し、（メタ）アクリレートあたりの親水性官能基量が４．８０～７．６０
ｍｍｏｌ／ｇの範囲にある有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項２】
（Ｃ）（Ａ）成分以外の（メタ）アクリレートを更に含有し、（Ａ）成分と（Ｃ）成分の
合計１００質量部に対して、（Ａ）成分を３０質量部以上１００質量部未満、（Ｂ）成分
を０．０５～６質量部、（Ｃ）成分を０質量部超７０質量部以下含有する請求項１記載の
有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項３】
（Ｃ）成分中の（メタ）アクリレートあたりの親水性官能基量が３．００～１５．００ｍ
ｍｏｌ／ｇである請求項２記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項４】
２５℃においてＥ型粘度計により測定される粘度が２ｍＰａ・ｓ以上５０ｍＰａ・ｓ以下
である請求項１～３のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封
止剤。
【請求項５】
含水量が９０ｐｐｍ以下である請求項１～４のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項６】
溶存酸素量が１ｐｐｍ以上２０ｐｐｍ以下である請求項１～５のいずれか一項に記載の有
機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項７】
２官能（メタ）アクリレートオリゴマー／ポリマー及び多官能（メタ）アクリレートオリ
ゴマー／ポリマーを含有しない請求項１～６のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項８】
（Ａ）成分が、炭素数１２以上１６以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートであ
る請求項１～７のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤
。
【請求項９】
（Ａ）成分が、１，１２－ドデカンジオールジ（メタ）アクリレートである請求項１～８
のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項１０】
（Ｃ）成分が、炭素数８以上のアルキル（メタ）アクリレート、脂環式炭化水素基を有す
る（メタ）アクリレート、及び芳香族炭化水素基を有する（メタ）アクリレートからなる
群の１種以上である請求項２～９のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス
表示素子用封止剤。
【請求項１１】
（Ｃ）成分が、ラウリル（メタ）アクリレートを含有する請求項２～１０のいずれか一項
に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項１２】
（Ｃ）成分が、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエ
チル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテ
ニルオキシエチル（メタ）アクリレート、及びジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）
アクリレートからなる群の１種以上を含有する請求項２～１１のいずれか一項に記載の有
機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項１３】
（Ｃ）成分が、エトキシ化－ｏ－フェニルフェノール（メタ）アクリレートを含有する請
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求項２～１２のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項１４】
（Ｂ）成分が、アシルホスフィンオキサイド誘導体である請求項１～１３のいずれか一項
に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【請求項１５】
請求項１～１４のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤
を硬化した硬化体。
【請求項１６】
請求項１～１４のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤
で接合した接合体。
【請求項１７】
３８０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の波長を用いて硬化することを特徴とする、請求項１～１
４のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤の硬化方法。
【請求項１８】
発光波長３９５ｎｍのＬＥＤランプを用いて硬化することを特徴とする、請求項１～１４
のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤の硬化方法。
【請求項１９】
インクジェット法を用いて塗布する請求項１～１４のいずれか一項に記載の有機エレクト
ロルミネッセンス表示素子用封止剤の塗布方法。
【請求項２０】
請求項１～１４のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤
を含んだ有機ＥＬ装置。
【請求項２１】
請求項１～１４のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤
を含んだディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子（ＯＬＥＤ素子とも言う）は高い輝度の発光
が可能な素子体として注目を集めている。しかしながらＯＬＥＤ素子には、酸素や水分に
より劣化し、発光特性が低下してしまうという課題があった。
【０００３】
このような課題を解決するために、有機ＥＬ素子を封止し、水分による劣化を防止する技
術が検討されている。例えば、フリットガラスからなるシール材で封止する方法が挙げら
れる（特許文献１参照）。
【０００４】
封止層が少なくともバリア層、樹脂層、バリア層を順次形成した積層体であることを特徴
とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子（特許文献２参照）、有機ＥＬ素子を封止
する無機物膜と有機物膜とを交互に積層した封止層と、前記封止層の最上位有機物膜上に
密着して、前記最上位有機物膜の上面の全てを覆うように配置される封止ガラス基板と、
を備えることを特徴とする有機ＥＬ装置（特許文献３参照）が提案されている。
【０００５】
有機ＥＬ素子封止用の樹脂組成物として、環状エーテル化合物と、カチオン重合開始剤と
、多官能ビニルエーテル化合物とを含有する有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封
止剤（特許文献４参照）、カチオン重合性化合物と光カチオン重合開始剤又は熱カチオン
重合開始剤とを含有するカチオン重合性樹脂組成物が提案されている（特許文献５参照）
。有機ＥＬ素子封止用の樹脂組成物として、（メタ）アクリル系樹脂組成物が提案されて
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いる（特許文献６～１４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－７４５８３号公報
【特許文献２】特開２００１－３０７８７３号公報
【特許文献３】特開２００９－３７８１２号公報
【特許文献４】特開２０１４－２２５３８０号公報
【特許文献５】特開２０１２－１９０６１２号公報
【特許文献６】特開２０１４－２２９４９６号公報
【特許文献７】特開２０１４－１９６３８７号公報
【特許文献８】特開２０１４－１９３９７０号公報
【特許文献９】特開２０１４－１９３９７１号公報
【特許文献１０】ＷＯ２０１４／１５７６４２号公報
【特許文献１１】ＵＳ２０１７／００６２７６２号公報
【特許文献１２】特表２０１７－５３６４２９号公報
【特許文献１３】特表２０１８－５０４７３５号公報
【特許文献１４】ＷＯ２０１６／０６８４１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、上記文献記載の従来技術は、以下の点で改善の余地を有していた。
【０００８】
特許文献１では、量産化を行う際には、有機ＥＬ素子を、水分の透過性が低い基材、例え
ば、ガラス等で挟み込み、外周部を封止する方法を採用する。この場合、この構造は中空
封止構造となっているため、中空封止構造内部へ水分が浸入することを防げず、有機ＥＬ
素子の劣化につながる課題があった。
【０００９】
特許文献２～３では、有機物膜を蒸着によって成膜するため有機物膜の厚さが３μｍ以下
となってしまうという課題があった。有機物膜の厚みが３μｍ以下であると素子形成時に
発生するパーティクルを完全に被覆できないだけでなく、無機物膜上に平坦性を保ちなが
ら塗布することも難しい課題があった。
【００１０】
特許文献４では、エポキシ系材料を用いた封止剤が提案されているが、このような材料は
硬化するのに加熱を要するため、有機ＥＬ素子にダメージを与え、歩留まりの点で課題が
あった。特許文献５では、エポキシ系材料を用いた光硬化型の封止剤が提案されているが
、このような材料は、ＵＶ光により硬化するため、ＵＶ光により有機ＥＬ素子にダメージ
を与え、歩留まりの点で課題があった。
【００１１】
特許文献６～１０、１２～１４では、このような封止材料に必要な特性として、水蒸気透
過率を低減させることについての記載はあるが、パッシベーション膜のピンホールから封
止材料そのものが浸透し、有機ＥＬ素子の信頼性を低下させる問題とその対策については
記載がない。
【００１２】
特許文献１１は、環状単官能（メタ）アクリレートの使用は記載しているものの、その未
反応物がアウトガスとなってしまい有機ＥＬ素子の発光不良につながる問題を解決できて
いない。
【００１３】
このように上述した従来技術では、インクジェットを用いる際の吐出性と、有機ＥＬ素子
の信頼性との両立ができないことが、従前から課題となっていた。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、例えば、有機ＥＬ素子封止用に用いた場
合に塗布性や低透湿性に優れる組成物を提供することを目的とする。
【００１５】
即ち本発明の実施形態では以下を提供可能である。
【００１６】
［１］
（Ａ）炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートと、（Ｂ）光重
合開始剤を含有し、（メタ）アクリレートあたりの親水性官能基量が４．８０～７．６０
ｍｍｏｌ／ｇの範囲にある有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００１７】
［２］
（Ｃ）（Ａ）成分以外の（メタ）アクリレートを更に含有し、（Ａ）成分と（Ｃ）成分の
合計１００質量部に対して、（Ａ）成分を３０質量部以上１００質量部未満、（Ｂ）成分
を０．０５～６質量部、（Ｃ）成分を０質量部超７０質量部以下含有する［１］記載の有
機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００１８】
［３］
（Ｃ）成分中の（メタ）アクリレートあたりの親水性官能基量が３．００～１５．００ｍ
ｍｏｌ／ｇである［２］記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００１９】
［４］
２５℃においてＥ型粘度計により測定される粘度が２ｍＰａ・ｓ以上５０ｍＰａ・ｓ以下
である［１］～［３］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用
封止剤。
【００２０】
［５］
含水量が９０ｐｐｍ以下である［１］～［４］のいずれか一項に記載の有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子用封止剤。
【００２１】
［６］
溶存酸素量が１ｐｐｍ以上２０ｐｐｍ以下である［１］～［５］のいずれか一項に記載の
有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００２２】
［７］
２官能（メタ）アクリレートオリゴマー／ポリマー及び多官能（メタ）アクリレートオリ
ゴマー／ポリマーを含有しない［１］～［６］のいずれか一項に記載の有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子用封止剤。
【００２３】
［８］
（Ａ）成分が、炭素数１２以上１６以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートであ
る［１］～［７］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止
剤。
【００２４】
［９］
（Ａ）成分が、１，１２－ドデカンジオールジ（メタ）アクリレートである［１］～［８
］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００２５】
［１０］
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（Ｃ）成分が、炭素数８以上のアルキル（メタ）アクリレート、脂環式炭化水素基を有す
る（メタ）アクリレート、及び芳香族炭化水素基を有する（メタ）アクリレートからなる
群の１種以上である［２］～［９］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセン
ス表示素子用封止剤。
【００２６】
［１１］
（Ｃ）成分が、ラウリル（メタ）アクリレートを含有する［２］～［１０］のいずれか一
項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００２７】
［１２］
（Ｃ）成分が、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエ
チル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテ
ニルオキシエチル（メタ）アクリレート、及びジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）
アクリレートからなる群の１種以上を含有する［２］～［１１］のいずれか一項に記載の
有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００２８】
［１３］
（Ｃ）成分が、エトキシ化－ｏ－フェニルフェノール（メタ）アクリレートを含有する［
２］～［１２］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤
。
【００２９】
［１４］
（Ｂ）成分が、アシルホスフィンオキサイド誘導体である［１］～［１３］のいずれか一
項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤。
【００３０】
［１５］
［１］～［１４］のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止
剤を硬化した硬化体。
【００３１】
［１６］
［１］～［１４］のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止
剤で接合した接合体。
【００３２】
［１７］
３８０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の波長を用いて硬化することを特徴とする、［１］～［１
４］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤の硬化方法
。
【００３３】
［１８］
発光波長３９５ｎｍのＬＥＤランプを用いて硬化することを特徴とする、［１］～［１４
］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤の硬化方法。
【００３４】
［１９］
インクジェット法を用いて塗布する［１］～［１４］のいずれか一項に記載の有機エレク
トロルミネッセンス表示素子用封止剤の塗布方法。
【００３５】
［２０］
［１］～［１４］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止
剤を含んだ有機ＥＬ装置。
【００３６】
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［２１］
［１］～［１４］のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止
剤を含んだディスプレイ。
【発明の効果】
【００３７】
本発明に係る封止剤は、インクジェットを用いる際の吐出性に優れ、かつ得られる有機Ｅ
Ｌ素子の信頼性と塗布性・低透湿性にも優れるという効果を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
以下、本実施形態を説明する。
本実施形態は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤に関する。本実施形態は
、例えば、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示素子用封止剤に使用できる、（メ
タ）アクリル系樹脂組成物に関する。
【００３９】
本明細書に記載される数値範囲は、別段の断わりが無い限りは、上限値と下限値を含むも
のとする。本明細書においては、別段の断わりの無い限りは、以下定義する。（メタ）ア
クリレートとはアクリレート又はメタクリレートを表し、「（メタ）アクリロイルオキシ
」や「（メタ）アクリルアミド」等の表記も同様の意味を有する。「単官能（メタ）アク
リレート」とは（メタ）アクリル基を１個有する（メタ）アクリレートを指し、「２官能
（メタ）アクリレート」とは（メタ）アクリル基を２個有する（メタ）アクリレートを指
す。「多官能（メタ）アクリレート」とは（メタ）アクリル基を３個以上有する（メタ）
アクリレートを指し、２官能（メタ）アクリレートを含まないものとする。
【００４０】
以下、基板上に形成された有機ＥＬ素子の基板と反対側から光を出射するトップエミッシ
ョン型の有機ＥＬ装置を例に説明する。トップエミッション型の有機ＥＬ装置は、基板上
に、陽極と、発光層を含む有機ＥＬ層と、陰極が順に積層された有機ＥＬ素子と、この有
機ＥＬ素子全体を覆う無機物膜と有機物膜の積層膜からなる封止層と、封止層上に設けら
れる封止基板が順に形成された構造を有する。
【００４１】
基板としては、ガラス基板、シリコン基板、プラスチック基板等種々のものを用いること
ができる。これらの中では、ガラス基板、プラスチック基板からなる群のうちの１種以上
が好ましく、ガラス基板がより好ましい。
【００４２】
プラスチック基板に用いられるプラスチックとしては、ポリイミド、ポリエーテルイミド
、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリオキサジアゾール、芳
香族ポリアミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾビスチアゾール、ポリベンゾオキ
サゾール、ポリチアゾール、ポリパラフェニレンビニレン、ポリメチルメタクリレート、
ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリシクロオレフィン、ポリアクリル等が挙げられる
。これらの中では、低水分透過性、低酸素透過性、耐熱性に優れる点で、ポリイミド、ポ
リエーテルイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリオキ
サジアゾール、芳香族ポリアミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリベンゾビスチアゾール
、ポリベンゾオキサゾール、ポリチアゾール、ポリパラフェニレンビニレンからなる群の
うちの１種以上が好ましく、紫外線又は可視光線等のエネルギー線の透過性が高い点で、
ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレ
ートからなる群のうちの１種以上がより好ましい。
【００４３】
陽極としては、比較的仕事関数の大きな（４．０ｅＶより大きな仕事関数を持つものが好
適である）、導電性の金属酸化物膜や半透明の金属薄膜等が一般的に用いられる。陽極の
材料としては例えば、インジウムスズ酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ、以下
、ＩＴＯという）、酸化スズ等の金属酸化物、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、銀（Ａｇ）、



(8) JP WO2019/203071 A1 2019.10.24

10

20

30

40

50

銅（Ｃｕ）等の金属又はこれらのうちの少なくとも１個を含有する合金、ポリアニリン又
はその誘導体、ポリチオフェン又はその誘導体等の有機の透明導電膜等が挙げられる。陽
極は、必要があれば２層以上の層構成により形成できる。陽極の膜厚は、電気伝導度を（
ボトムエミッション型の場合には、光の透過性も）考慮して、適宜選択できる。陽極の膜
厚は、１０ｎｍ～１０μｍが好ましく、２０ｎｍ～１μｍがより好ましく、５０ｎｍ～５
００ｎｍが最も好ましい。陽極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イ
オンプレーティング法、メッキ法等が挙げられる。トップエミッション型の場合には、基
板側に出射される光を反射させるための反射膜を陽極の下に設けてもよい。
【００４４】
有機ＥＬ層は、少なくとも有機物からなる発光層を含んでいる。この発光層は、発光性材
料を含有する。発光性材料としては、蛍光又は燐光を発光する有機物（低分子化合物又は
高分子化合物）等が挙げられる。発光層は、更に、ドーパント材料を含有してもよい。有
機物としては、色素系材料、金属錯体系材料、高分子材料等が挙げられる。ドーパント材
料は、有機物の発光効率の向上や発光波長を変化させる等の目的で、有機物中にドープさ
れるものである。これらの有機物と必要に応じてドープされるドーパントからなる発光層
の厚さは通常２～２００ｎｍである。
【００４５】
（色素系材料）
色素系材料としては、シクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体化合物
、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘導体、ジス
チリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、ピロール誘導体、チオフェン環化
合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘導体、
トリフマニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー等が挙げら
れる。
【００４６】
（金属錯体系材料）
金属錯体系材料としては、イリジウム錯体、白金錯体等の三重項励起状態からの発光を有
する金属錯体、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウム錯体、ベンゾオ
キサゾリル亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポルフィリン亜
鉛錯体、ユーロピウム錯体等といった、金属錯体等が挙げられる。金属錯体としては、中
心金属に、テルビウム（Ｔｂ）、ユーロピウム（Ｅｕ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）等の希
土類金属、アルミニウム（Ａｌ）、亜鉛（Ｚｎ）、ベリリウム（Ｂｅ）等を有し、配位子
に、オキサジアゾール、チアジアゾール、フェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾー
ル、キノリン構造等を有する金属錯体等が挙げられる。これらの中では、中心金属にアル
ミニウム（Ａｌ）を有し、配位子にキノリン構造等を有する金属錯体が好ましい。中心金
属にアルミニウム（Ａｌ）を有し、配位子にキノリン構造等を有する金属錯体の中では、
トリス（８－ヒドロキシキノリナト）アルミニウムが好ましい。
【００４７】
（高分子材料）
高分子材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリ
パラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリフルオレン誘導
体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記色素体や金属錯体系発光材料を高分子化した物
質等が挙げられる。
【００４８】
上記発光性材料のうち、青色に発光する材料としては、ジスチリルアリーレン誘導体、オ
キサジアゾール誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポ
リフルオレン誘導体、これらの重合体等が挙げられる。これらの中では、高分子材料が好
ましい。高分子材料の中では、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリパラフェニレン誘導
体、ポリフルオレン誘導体からなる群のうちの１種以上が好ましい。
【００４９】
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緑色に発光する材料としては、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体、ポリパラフェニレ
ンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、これらの重合体等が挙げられる。これらの中
では、高分子材料が好ましい。高分子材料の中では、ポリパラフェニレンビニレン誘導体
、ポリフルオレン誘導体からなる群のうちの１種以上が好ましい。
【００５０】
赤色に発光する材料としては、クマリン誘導体、チオフェン環化合物、ポリパラフェニレ
ンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオレン誘導体、これらの重合体等が
挙げられる。これらの中では、高分子材料が好ましい。高分子材料の中では、ポリパラフ
ェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオレン誘導体からなる群のう
ちの１種以上が好ましい。
【００５１】
（ドーパント材料）
ドーパント材料としては、ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、キナクリ
ドン誘導体、スクアリウム誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テトラセン誘
導体、ピラゾロン誘導体、デカシクレン、フェノキサゾン等が挙げられる。
【００５２】
有機ＥＬ層は、発光層以外に、発光層と陽極との間に設けられる層と、発光層と陰極との
間に設けられる層と、を適宜設けることができる。まず、発光層と陽極との間に設けられ
る層としては、陽極からの正孔注入効率を改善する正孔注入層や、陽極又は正孔注入層か
ら注入された正孔を発光層へ輸送する正孔輸送層等が挙げられる。発光層と陰極との間に
設けられる層としては、陰極からの電子注入効率を改善する電子注入層や、陰極又は電子
注入層から注入された電子を発光層へ輸送する電子輸送層等が挙げられる。
【００５３】
（正孔注入層）
正孔注入層を形成する材料としては、４，４’，４”－トリス｛２－ナフチル（フェニル
）アミノ｝トリフェニルアミン等のフェニルアミン系、スターバースト型アミン系、フタ
ロシアニン系、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウム等
の酸化物、アモルファスカーボン、ポリアニリン、ポリチオフェン誘導体等が挙げられる
。
【００５４】
（正孔輸送層）
正孔輸送層を構成する材料としては、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、ポリ
シラン若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘
導体、ピラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジア
ミン誘導体、ベンジジン誘導体、ポリアニリン若しくはその誘導体、ポリチオフェン若し
くはその誘導体、ポリアリールアミン若しくはその誘導体、ポリピロール若しくはその誘
導体、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）若しくはその誘導体、ポリ（２，５－チエニレン
ビニレン）若しくはその誘導体等が挙げられる。ベンジジン誘導体としては、Ｎ，Ｎ’－
ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジナフチルベンジジン等が挙げられる。
【００５５】
これらの正孔注入層又は正孔輸送層が、電子の輸送を堰き止める機能を有する場合には、
これらの正孔輸送層や正孔注入層を電子ブロック層ということもある。
【００５６】
（電子輸送層）
電子輸送層を構成する材料としては、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタン若
しくはその誘導体、ベンゾキノン若しくはその誘導体、ナフトキノン若しくはその誘導体
、アントラキノン若しくはその誘導体、テトラシアノアントラキノジメタン若しくはその
誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレン若しくはその誘導体、ジフェ
ノキノン誘導体、８－ヒドロキシキノリン若しくはその誘導体、ポリキノリン若しくはそ
の誘導体、ポリキノキサリン若しくはその誘導体、ポリフルオレン若しくはその誘導体等
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が挙げられる。誘導体としては、金属錯体等が挙げられる。これらの中では、８－ヒドロ
キシキノリン若しくはその誘導体が好ましい。８－ヒドロキシキノリン若しくはその誘導
体の中では、発光層中に含有する、蛍光又は燐光を発光する有機物としても使用できる点
で、トリス（８－ヒドロキシキノリナト）アルミニウムが好ましい。
【００５７】
（電子注入層）
電子注入層としては、発光層の種類に応じて、カルシウム（Ｃａ）層の単層構造からなる
電子注入層、又は、周期律表ＩＡ族とＩＩＡ族の金属であり、且つ、仕事関数が１．５～
３．０ｅＶの金属及びその金属の酸化物、ハロゲン化物及び炭酸化物からなる群のうちの
１種以上で形成された層とＣａ層との積層構造からなる電子注入層等が挙げられる。仕事
関数が１．５～３．０ｅＶの、周期律表ＩＡ族の金属又はその酸化物、ハロゲン化物、炭
酸化物としては、リチウム（Ｌｉ）、フッ化リチウム、酸化ナトリウム、酸化リチウム、
炭酸リチウム等が挙げられる。仕事関数が１．５～３．０ｅＶの、周期律表ＩＩＡ族の金
属又はその酸化物、ハロゲン化物、炭酸化物としては、ストロンチウム（Ｓｒ）、酸化マ
グネシウム、フッ化マグネシウム、フッ化ストロンチウム、フッ化バリウム、酸化ストロ
ンチウム、炭酸マグネシウム等が挙げられる。
【００５８】
これらの電子輸送層又は電子注入層が、正孔の輸送を堰き止める機能を有する場合には、
これらの電子輸送層や電子注入層を正孔ブロック層ということもある。
【００５９】
陰極としては、仕事関数が比較的小さく（４．０ｅＶより小さな仕事関数を持つものが好
適である）、発光層への電子注入が容易な透明又は半透明の材料が好ましい。陰極の材料
としては、リチウム（Ｌｉ）、ナトリウム（Ｎａ）、カリウム（Ｋ）、ルビジウム（Ｒｂ
）、セシウム（Ｃｓ）、ベリリウム（Ｂｅ）、マグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ
）、ストロンチウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、アルミニウム（Ａｌ）、スカンジウム
（Ｓｃ）、バナジウム（Ｖ）、亜鉛（Ｚｎ）、イットリウム（Ｙ）、インジウム（Ｉｎ）
、セリウム（Ｃｅ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユーロピウム（Ｅｕ）、テルビウム（Ｔｂ）
、イッテルビウム（Ｙｂ）等の金属、又は上記金属のうち２種以上からなる合金、若しく
はそれらのうち１種以上と、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、クロ
ム（Ｃｒ）、マンガン（Ｍｎ）、チタン（Ｔｉ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）
、タングステン（Ｗ）、スズ（Ｓｎ）のうち１種以上とからなる合金、又は、グラファイ
ト若しくはグラファイト層間化合物、又は、ＩＴＯ、酸化スズ等の金属酸化物等が挙げら
れる。
【００６０】
陰極を２層以上の積層構造としてもよい。２層以上の積層構造としては、上記の金属、金
属酸化物、フッ化物、これらの合金と、Ａｌ、Ａｇ、Ｃｒ等の金属との積層構造等が挙げ
られる。陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができる。陰
極の膜厚は、１０ｎｍ～１０μｍが好ましく、１５ｎｍ～１μｍがより好ましく、２０ｎ
ｍ～５００ｎｍが最も好ましい。陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング
法、金属薄膜を熱圧着するラミネート法等が挙げられる。
【００６１】
これらの発光層と陽極との間と、発光層と陰極との間に設けられる層は、製造する有機Ｅ
Ｌ装置に求められる性能に応じて、適宜選択可能である。例えば、本実施形態で使用され
る有機ＥＬ素子の構造としては、下記の（ｉ）～（ｘｖ）の層構成のいずれかを有するこ
とができる。
（ｉ）陽極／正孔輸送層／発光層／陰極
（ｉｉ）陽極／発光層／電子輸送層／陰極
（ｉｉｉ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
（ｉｖ）陽極／正孔注入層／発光層／陰極
（ｖ）陽極／発光層／電子注入層／陰極
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（ｖｉ）陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極
（ｖｉｉ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／陰極
（ｖｉｉｉ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極
（ｉｘ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極
（ｘ）陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／陰極
（ｘｉ）陽極／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（ｘｉｉ）陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（ｘｉｉｉ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
（ｘｉｖ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（ｘｖ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（ここで、「／」は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。）
【００６２】
封止層は、水蒸気や酸素等の気体が有機ＥＬ素子に接触することを防ぐために、上記気体
に対して高いバリア性を有する層で有機ＥＬ素子を封止するために、設けられる。この封
止層は、無機物膜と有機物膜とが下から交互に形成される。無機／有機積層体は２回以上
繰り返して形成されてもよい。
【００６３】
無機／有機積層体の無機物膜は、有機ＥＬ装置が置かれる環境に存在する水蒸気や酸素等
の気体に有機ＥＬ素子が曝されることを防止するために設けられる膜である。無機／有機
積層体の無機物膜は、ピンホール等の欠陥が少ない連続的な緻密な膜であることが好まし
い。無機物膜としては、ＳｉＮ膜、ＳｉＯ膜、ＳｉＯＮ膜、Ａｌ2Ｏ3膜、ＡｌＮ膜等の単
体膜やこれらの積層膜等が挙げられる。
【００６４】
無機／有機積層体の有機物膜は、無機物膜上に形成されたピンホール等の欠陥を被覆する
ために、表面に平坦性を付与するために、設けられる。有機物膜は、無機物膜が形成され
る領域よりも狭い領域に形成される。これは、有機物膜を無機物膜の形成領域と同じか又
はそれよりも広く形成すると、有機物膜が露出する領域で劣化してしまうからである。但
し、封止層全体の最上層に形成される最上位有機物膜は、無機物膜の形成領域とほぼ同じ
領域に形成される。そして、封止層の上面が平坦化されるように形成される。有機物膜と
しては、上記した無機物膜との密着性が良好な組成物が用いられる。
【００６５】
本実施形態は、例えば、短時間で膜厚３μｍ以上の平坦性に優れる塗布が可能なインクジ
ェット塗布に好適であり、インクジェットによる吐出性とインクジェット塗布後の平坦性
に優れ、水蒸気等に対するバリア性（以下、低透湿性とも言う）だけでなく無機物膜上の
ピンホールから封止剤そのものが浸透し、有機ＥＬ素子の信頼性が低下することが無い、
上記有機物膜を形成する有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤を提供すること
を目的とする。インクジェット法による塗布方法を用いれば、高速かつ均一に有機物膜を
形成できる。
【００６６】
本実施形態の組成物の粘度は、Ｅ型粘度計を用いて、２５℃、１００ｒｐｍの条件で測定
した粘度が２ｍＰａ・ｓ以上５０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましい。インクジェット
による吐出がしにくい場合は、適宜インクジェットヘッドを加温する。粘度が２ｍＰａ・
ｓ以上だと、塗工した有機ＥＬ表示素子用封止剤が、硬化前に有機ＥＬ表示素子から流出
せず、無機物膜上のピンホールに流入せず、ＯＬＥＤ素子の信頼性が向上する。粘度が５
０ｍＰａ・ｓ以下だと、インクジェットによる塗布が容易になる。組成物の粘度は５ｍＰ
ａ・ｓ～３０ｍＰａ・ｓがより好ましい。
【００６７】
本実施形態の組成物は、（Ａ）炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アク
リレートと、（Ｂ）光重合開始剤を含有する（メタ）アクリル系樹脂組成物である。尚、
本明細書においては、炭素数を主鎖（アルカンジオール等）について表記するときは、（
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メタ）アクリレート部分の炭素数は含まないものとする。
【００６８】
（Ａ）炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートのアルカンとし
ては、鎖式化合物や環式化合物が挙げられる。アルカンとしては、鎖式化合物が好ましい
。鎖式化合物としては、直鎖化合物であってもよいし、分鎖化合物であってもよい。アル
カンとしては、飽和炭化水素が好ましい。
【００６９】
（Ａ）炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレート（アルカンが鎖
式化合物かつ飽和炭化水素）としては、１，２－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート
、１，３－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールジ（メタ）
アクリレート、１，５－ペンタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジ
オールジ（メタ）アクリレート、１，７－ヘプタンジオールジ（メタ）アクリレート、１
，７－オクタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，８－オクタンジオールジ（メタ）
アクリレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、１，１０－デカンジオ
ールジ（メタ）アクリレート、１，１１－ウンデカンジオールジ（メタ）アクリレート、
１，１２－ドデカンジオールジ（メタ）アクリレート、１，１３－トリデカンジオールジ
（メタ）アクリレート、１，１４－テトラデカンジオールジ（メタ）アクリレート、１，
１５－ペンタデカンジオールジ（メタ）アクリレート、１，１６－ヘキサデカンジオール
ジ（メタ）アクリレート、１，１７－ヘプタデカンジオールジ（メタ）アクリレート、１
，１８－オクタデカンジオールジ（メタ）アクリレート、１，１９－ノナデカンジオール
ジ（メタ）アクリレート、１，２０－イコサンジオールジ（メタ）アクリレート、３－メ
チル－１，５－ペンタンジオールジ（メタ）アクリレート、２，４－ジエチル－１，５－
ペンタンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレ
ート等が挙げられる。（Ａ）炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリ
レート（アルカンが環式化合物）としては、１，２－シクロヘキサンジオールジ（メタ）
アクリレート、１，３－シクロヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、１，４－シク
ロヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）
アクリレート、シクロヘキサンジメタノールジ（メタ）アクリレート、水素化ビスフェノ
ールＡジ（メタ）アクリレート等が挙げられる。炭素数４以上２０以下のアルカンジオー
ルジ（メタ）アクリレートの中では、ＯＬＥＤ素子への信頼性の点から主鎖である炭素数
は多い方が良いが、組成物が貯蔵中に結晶化したり、結晶化物が生成したりするという貯
蔵安定性の課題が生じる。ＯＬＥＤ素子への信頼性、透湿性、貯蔵安定性の観点から、炭
素数は６以上１８以下が好ましく、９以上１６以下がより好ましく、１２以上１６以下が
尚更一層好ましく、１２が最も好ましい。（Ａ）成分の中では、１，１２－ドデカンジオ
ールジ（メタ）アクリレートが好ましい。（Ａ）成分の例としては例えば、共栄社化学社
製の商品名「１．９ＮＤ－Ａ」やサートマー社製の商品名「ＳＲ２６２」等が挙げられる
。
【００７０】
（Ｂ）光重合開始剤は、可視光線や紫外線の活性光線により増感させて樹脂組成物の光硬
化を促進するために使用する。光重合開始剤としては、光ラジカル重合開始剤が好ましい
。光ラジカル重合開始剤としては、ベンゾフェノン及びその誘導体、ベンジル及びその誘
導体、エントラキノン及びその誘導体、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾ
インエチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベ
ンジルジメチルケタール等のベンゾイン誘導体、ジエトキシアセトフェノン、４－ｔｅｒ
ｔ－ブチルトリクロロアセトフェノン等のアセトフェノン誘導体、２－ジメチルアミノエ
チルベンゾエート、ｐ－ジメチルアミノエチルベンゾエート、ジフェニルジスルフィド、
チオキサントン及びその誘導体、カンファーキノン、７，７－ジメチル－２，３－ジオキ
ソビシクロ［２．２．１］ヘプタン－１－カルボン酸、７，７－ジメチル－２，３－ジオ
キソビシクロ［２．２．１］ヘプタン－１－カルボキシ－２－ブロモエチルエステル、７
，７－ジメチル－２，３－ジオキソビシクロ［２．２．１］ヘプタン－１－カルボキシ－
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２－メチルエステル、７，７－ジメチル－２，３－ジオキソビシクロ［２．２．１］ヘプ
タン－１－カルボン酸クロライド等のカンファーキノン誘導体、２－メチル－１－［４－
（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－
ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタノン－１等のα－アミノアル
キルフェノン誘導体、ベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、２，４，６－トリメ
チルベンゾイル－ジフェニル－ホスフィンオキサイド、ベンゾイルジエトキシホスフィン
オキサイド、２，４，６－トリメチルベンゾイルジメトキシフェニルホスフィンオキサイ
ド、２，４，６－トリメチルベンゾイルジエトキシフェニルホスフィンオキサイド、ビス
（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルホスフィンオキサイド等のアシルホス
フィンオキサイド誘導体、フェニル－グリオキシリックアシッド－メチルエステル、オキ
シ－フェニル－アセチックアシッド２－［２－オキソ－２－フェニル－アセトキシ－エト
キシ］－エチルエステル及びオキシ－フェニル－アセチックアシッド２－［２－ヒドロキ
シ－エトキシ］－エチルエステル等が挙げられる。光重合開始剤は１種以上を組み合わせ
て用いることができる。これらの中では、硬化させる時に３９０ｎｍ以上の可視光線のみ
を用いて硬化させることができ、有機エレクトロルミネッセンス表示素子にダメージを与
えないで硬化させることができる点で、アシルホスフィンオキサイド誘導体が好ましい。
アシルホスフィンオキサイド誘導体の中では、ディスプレイとした時に可視光線での透過
性が低下せずに、３９５ｎｍ以上の光のみを用いて硬化させることができる点で、２，４
，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－ホスフィンオキサイドが最も好ましい。２，
４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－ホスフィンオキサイドとしては、ＢＡＳＦ
ジャパン社製「Ｉｒｇａｃｕｒｅ　ＴＰＯ」等が挙げられる。
【００７１】
（Ｂ）光重合開始剤の含有量は、（Ａ）成分と必要に応じて使用する（Ｃ）成分の合計１
００質量部に対して、０．０５～６質量部が好ましく、０．５～４質量部がより好ましく
、２～３．９質量部が最も好ましく、２．２～３．５質量部が尚更好ましい。（Ｃ）成分
の含有量が０．０５質量部以上であれば、硬化促進の効果が確実に得られるし、６質量部
以下であれば、ディスプレイに用いた時に可視光線での透過性が低下することも無い。
【００７２】
本実施形態の（メタ）アクリル系樹脂組成物では、含まれる（メタ）アクリレートあたり
の親水性官能基量が４．８０～７．６０ｍｍｏｌ／ｇであることが必須である。（メタ）
アクリル系樹脂組成物の親水性官能基量は（Ａ）成分及び存在する場合は（Ｃ）成分の各
（メタ）アクリレートあたりの親水性官能基量を下式によりそれぞれ算出し、その後各材
料の親水性官能基量を（メタ）アクリル系樹脂組成物中に配合されている下式に示すそれ
ぞれの材料の質量分率で掛け合わせた積を算出し、その総和を（メタ）アクリル系樹脂組
成物の親水性官能基量とした。材料中の質量分率の算出に当たり、（メタ）アクリレート
の総和を１００質量部とした。

（前記式において、材料とは各（メタ）アクリレート成分のことをいう）
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（前記式において、材料とは各（メタ）アクリレート成分のことをいう）

上記親水性官能基量が４．８０ｍｍｏｌ／ｇ以上だと、反応性基である（メタ）アクリロ
イル基が多いため、反応性が高くなり、有機ＥＬ素子の封止性能を満足に発現し、低透湿
性になるため有機ＥＬ素子の信頼性が向上し、平坦性が良くなる。７．６０ｍｍｏｌ／ｇ
以下だと、信頼性試験中に有機エレクトロルミネッセンス表示素子用封止剤内部から水分
が放出されにくく、有機発光材料層に水分が到達せず、ダークスポットが発生しにくい。
反応性と信頼性の観点から、４．８０～７．６０ｍｍｏｌ／ｇが好ましく、５．００～７
．１０ｍｍｏｌ／ｇがより好ましい。
【００７３】
本実施形態は、（Ｃ）成分として（Ａ）成分以外の（メタ）アクリレートを含有すること
が好ましい。（Ｃ）成分としては、単官能（メタ）アクリレート、２官能（メタ）アクリ
レート、多官能（メタ）アクリレートからなる群のうちの１種以上を使用することができ
る。（Ｃ）成分の使用により、組成物の親水性官能基量を調整することが可能となり、又
、粘度やインクジェット塗布性、透湿性の調整も可能になる。
【００７４】
ここで、親水性官能基とは、官能基を構成する原子の中で電気陰性度の差の最大値が、０
．６以上のものをいう。そのような親水性官能基としては、（メタ）アクリロイル基、エ
ステル基、アルデヒド基、ニトロ基、水酸基、エチレンオキシド基、プロピレンオキシド
基、エーテル基、アミド基、環状アミド基、スルホキシド基、カルボニル基、カルボン酸
（塩）基、スルホン酸（塩）基、スルフィン酸（塩）基、ホスホン酸（塩）基、リン酸（
塩）基、スルホベタイン基、カルボベタイン基、ホスホベタイン基からなる群の１種以上
が好ましい。
【００７５】
（Ｃ）成分の単官能（メタ）アクリレートとしては、メチル（メタ）アクリレート、エチ
ル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート
、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソ
デシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アク
リレート等といったアルキル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、４
－ブチルフェニル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、２，４，５－
テトラメチルフェニル（メタ）アクリレート、４－クロロフェニル（メタ）アクリレート
、フェノキシメチル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、２
－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリレート（２－ＨＰＡ）、２－（メ
タ）アクリロイロキシヘキサヒドロフタル酸、２－（メタ）アクリロイロキシエチル－２
－ヒドロキシプロピルフタル酸、ＥＯ（エチレンオキサイド）変性フェノール（メタ）ア
クリレート、ＥＯ変性クレゾール（メタ）アクリレート、ＥＯ変性ノニルフェノール（メ
タ）アクリレート、ＰＯ（プロピレンオキサイド）変性ノニルフェノール（メタ）アクリ
レート、エトキシ化－ｏ－フェニルフェノール（メタ）アクリレート、ｍ－フェノキシベ
ンジル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリ
レート、フェノールエチレンオキサイド変性（メタ）アクリレート、フェノール（エチレ
ンオキサイド２モル変性）（メタ）アクリレート、フェノール（エチレンオキサイド４モ
ル変性）（メタ）アクリレート、パラクミルフェノールエチレンオキサイド変性（メタ）
アクリレート、ノニルフェノールエチレンオキサイド変性（メタ）アクリレート、ノニル
フェノール（エチレンオキサイド４モル変性）（メタ）アクリレート、ノニルフェノール
（エチレンオキサイド８モル変性）（メタ）アクリレート、ノニルフェノール（プロピレ
ンオキサイド２．５モル変性）（メタ）アクリレート、エチレンオキシド変性フタル酸（
メタ）アクリレート、フタル酸モノヒドロキシエチル（メタ）アクリレート等の分子内に
１個以上の芳香族炭化水素系の環状構造（以下、芳香族炭化水素基ということもある。）
を有する単官能（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ジシクロ
ペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）アクリレー
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ト、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ
）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、メトキシ化シクロデカトリエン（
メタ）アクリレート等の脂肪族炭化水素系の環状構造（以下、脂環式炭化水素基というこ
ともある。）を有する単官能（メタ）アクリレート、メトキシ化シクロデカトリエン（メ
タ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピ
ル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキ
シブチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、グリシ
ジル（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリ
レート、３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレー
ト、ｔ－ブチルアミノエチル（メタ）アクリレート、エトキシカルボニルメチル（メタ）
アクリレート、２－エチルヘキシルカルビトール（メタ）アクリレート、エチレンオキシ
ド変性コハク酸（メタ）アクリレート、トリフロロエチル（メタ）アクリレート、（メタ
）アクリル酸、マレイン酸、フマル酸、ω－カルボキシ－ポリカプロラクトンモノ（メタ
）アクリレート、（メタ）アクリル酸ダイマー、β－（メタ）アクロイルオキシエチルハ
イドロジェンサクシネート、ｎ－（メタ）アクリロイルオキシアルキルヘキサヒドロフタ
ルイミド、２－（１，２－シクロヘキサカルボキシイミド）エチル（メタ）アクリレート
等が挙げられる。（Ｃ）成分の 単官能（メタ）アクリレートとしては、環状アミド基、
テトラヒドロフルフリル基、ピペリジニル基等の含ヘテロ環状構造といった環状構造を有
する（メタ）アクリレートを使用できる。
【００７６】
（Ｃ）成分の２官能（メタ）アクリレートとしては、ジシクロペンタニルジ（メタ）アク
リレート、２－エチル－２－ブチル－プロパンジオール（メタ）アクリレート、ネオペン
チルグリコール変性トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリレート、ステアリン酸変性
ペンタエリストールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アク
リレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレート、２，２－ビス（４－
（メタ）アクリロキシジエトキシフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アク
リロキシプロポキシフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロキシテト
ラエトキシフェニル）プロパン、２－（１，２－シクロヘキサカルボキシイミド）エチル
（メタ）アクリレート、ビスフェノールＡエポキシジ（メタ）アクリレート等が挙げられ
る。（Ｃ）成分の２官能（メタ）アクリレートとしては、下記構造式で表されるエトキシ
化ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート化合物、プロポキシ化ビスフェノールＡジ（
メタ）アクリレート、プロポキシ化エトキシ化ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート
等が挙げられる。
下記式中のＲはそれぞれ独立に水素原子又はメチル基である。式中のｍ、ｎに関して、ｍ
＋ｎ＝２～１０が好ましい。
【化１】

【００７７】
（Ｃ）成分の多官能（メタ）アクリレートとしては、トリメチロールプロパントリ（メタ
）アクリレート、トリス［（メタ）アクリロイロキシエチル］イソシアヌレート、ジメチ
ロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールエトキシテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリス
トールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリストールヘキサ（メタ）アクリレート
等が挙げられる。
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【００７８】
（Ｃ）成分の親水性官能基量は３．００～１５．００ｍｍｏｌ／ｇが好ましい。親水性官
能基量が３．００～１５．００ｍｍｏｌ／ｇであれば、十分な反応性とＯＬＥＤ素子の信
頼性を確保できる。反応性とＯＬＥＤ素子の信頼性の観点から（Ｃ）成分の親水性官能基
量は４．００～１５．００ｍｍｏｌ／ｇが好ましく、４．１０～８．２０ｍｍｏｌ／ｇが
更に好ましく、４．２０～７．６０ｍｍｏｌ／ｇが尚更一層好ましい。
【００７９】
反応性とＯＬＥＤ素子の信頼性、インクジェット塗布性の点で、（Ｃ）成分は、炭素数８
以上のアルキル（メタ）アクリレート、脂環式炭化水素基を有する（メタ）アクリレート
、芳香族炭化水素基を有する（メタ）アクリレートからなる群の１種以上であることが好
ましい。炭素数８以上のアルキル（メタ）アクリレートとしては、イソオクチル（メタ）
アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステ
アリル（メタ）アクリレートからなる群の１種以上が好ましく、ラウリル（メタ）アクリ
レートが最も好ましい。脂環式炭化水素基を有する（メタ）アクリレートとしては、シク
ロヘキシル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロ
ペンタニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレー
ト、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アク
リレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレートからなる群の１種以上
が好ましく、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチ
ル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニ
ルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）アクリ
レートからなる群の１種以上がより好ましい。芳香族炭化水素基を有する（メタ）アクリ
レートとしては、エトキシ化－ｏ－フェニルフェノール（メタ）アクリレートが好ましい
。
【００８０】
（Ａ）成分の含有量は、（Ａ）成分と（Ｃ）成分との合計１００質量部に対して、３０～
１００質量部が好ましく、３０質量部以上１００質量部未満がより好ましい。（Ａ）の含
有量が３０質量部以上だとインクジェット塗布性や低透湿性、有機ＥＬ素子の信頼性が優
れる。インクジェット塗布性や低透湿性、有機ＥＬ素子の信頼性の点で５５～９９質量部
が好ましく、６０～９５質量部がより好ましく、６５～９５質量部が更に好ましい。
【００８１】
存在する場合の（Ｃ）成分の含有量は、（Ａ）成分と（Ｃ）成分との合計１００質量部に
対して、０質量部超７０質量部以下が好ましい。（Ｃ）成分の含有量が７０質量部以下だ
とインクジェット塗布性や低透湿性、有機ＥＬ素子の信頼性が優れる。（Ｃ）成分の含有
量は、インクジェット塗布性や低透湿性、有機ＥＬ素子の信頼性の点で１～４５質量部が
好ましく、５～４０質量部がより好ましく、５～３５質量部が更に好ましい。
【００８２】
前述した通りＯＬＥＤ素子は水分により容易に劣化してしまうため、本実施形態の組成物
においては、含水量は少ない方が好ましい。ＯＬＥＤ素子の信頼性の点から含水量は９０
ｐｐｍ以下が好ましく、５０ｐｐｍ以下がより好ましく、３０ｐｐｍ以下が尚更一層好ま
しい。
【００８３】
このような含水量は市販の水分量測定計を用いて測定できるが、カールフィッシャー水分
計を用いるのが一般的である。
【００８４】
含水量の低減方法としては、特に限定されないが、以下の方法が挙げられる。
【００８５】
 （１）乾燥剤により水分を除去する。水分を除去した後、乾燥剤をデカンテーション又
はろ過により分離する。乾燥剤としては、樹脂組成物に影響がなければ特に限定されない
が、高分子吸着剤（モレキュラーシーブ、合成ゼオライト、アルミナ、シリカゲル等）、
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無機塩（塩化カルシウム、無水硫酸マグネシウム、生石灰、無水硫酸ナトリウム、無水硫
酸カルシウム等）、固体アルカリ類（水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等）等が挙げら
れる。（２）減圧条件下で加熱し、水分を除去する。（３）減圧条件下で蒸留精製する。
（４）乾燥窒素や乾燥アルゴンガス等の不活性ガスを各成分に吹き込み水分を除去する。
（５）凍結乾燥により水分を除去する。
【００８６】
含水量の低減は、混合前の成分毎に水分を低減してもよく、各成分の混合後に水分を低減
してもよい。水分量の低減工程は１種以上を使用してもよい。水分量の低減工程後は水分
の再混入を防ぐため、不活性ガス雰囲気下で取り扱うことが好ましい。
【００８７】
又、前述した通りＯＬＥＤ素子は酸素によっても容易に劣化してしまうため、本実施形態
の組成物においては、溶存酸素量は少ない方が好ましい。ＯＬＥＤ素子の信頼性の点から
溶存酸素量は２０ｐｐｍ以下が好ましく、１０ｐｐｍ以下がより好ましい。一方、溶存酸
素は組成物から発生する活性ラジカルと反応し、不活性なパーオキサイドラジカルを生成
することにより、組成物の高分子化に伴う増粘を抑制する効果を有するため、貯蔵安定性
の点から１ｐｐｍ以上が好ましく、２ｐｐｍ以上がより好ましい。
【００８８】
このような溶存酸素量は、試薬を用いた滴定法、隔膜を用いた隔膜電極法、蛍光物質を用
いた蛍光法等により測定できる。測定方法は特に限定されないが、隔膜電極法が簡便であ
り、好ましい。
【００８９】
溶存酸素量の低減方法としては、特に限定されないが、以下の方法が挙げられる。
【００９０】
（１）減圧条件下に暴露し、酸素を除去する。（２）乾燥窒素や乾燥アルゴンガス等の不
活性ガスを各成分に吹き込み酸素を除去する。（３）低酸素濃度下に暴露して酸素を除去
する。
【００９１】
溶存酸素量の低減は、混合前の成分毎に酸素を低減してもよく、各成分の混合後に酸素を
低減してもよい。溶存酸素量の低減工程は１種以上を使用してもよい。溶存酸素量の低減
工程後は酸素の再混入を防ぐため、不活性ガス雰囲気下で取り扱うことが好ましい。
【００９２】
本実施形態の組成物においては、インクジェット吐出性の点で、（メタ）アクリレートは
モノマーが好ましい。（Ａ）成分や（Ｃ）成分は、モノマーが好ましい。モノマーの分子
量は、１０００以下が好ましい。インクジェット吐出性の点で、２官能（メタ）アクリレ
ートオリゴマー／ポリマー及び多官能（メタ）アクリレートオリゴマー／ポリマーは、（
Ａ）成分や（Ｃ）成分を含有する（メタ）アクリレート１００質量部中、３質量部以下含
有することが好ましく、１質量部以下含有することがより好ましく、含有しないことが最
も好ましい。オリゴマー／ポリマーとは、オリゴマーとポリマーからなる群の１種以上を
いう。オリゴマー／ポリマーの分子量は、１０００を超えることが好ましい。
【００９３】
本実施形態の組成物は、貯蔵安定性向上のために、（Ｄ）酸化防止剤を使用できる。酸化
防止剤としては、メチルハイドロキノン、ハイドロキノン、３－［３，５－ジ－ｔｅｒｔ
－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオン酸オクタデシル、２，２－メチレン－ビ
ス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、カテコール、ハイドロキノンモノ
メチルエーテル、モノｔｅｒｔ－ブチルハイドロキノン、２，５－ジｔｅｒｔ－ブチルハ
イドロキノン、ｐ－ベンゾキノン、２，５－ジフェニル－ｐ－ベンゾキノン、２，５－ジ
ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－ベンゾキノン、ピクリン酸、クエン酸、フェノチアジン、ｔｅｒ
ｔ－ブチルカテコール、２－ブチル－４－ヒドロキシアニソール及び２，６－ジｔｅｒｔ
－ブチル－ｐ－クレゾール等が挙げられる。酸化防止剤は、２種以上を組み合わせること
が好ましい。これらの中では、透明性や貯蔵安定性等の効果が大きい点で、フェノール系
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酸化防止剤が好ましい。フェノール系酸化防止剤の中では、ヒンダードフェノール系酸化
防止剤が好ましい。ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、３－［３，５－ジ－ｔ
ｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオン酸オクタデシル、２，２－メチレ
ン－ビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）からなる群のうちの１種以上
が好ましく、３－［３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオ
ン酸オクタデシルと２，２－メチレン－ビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ
ール）を含有することがより好ましい。３－［３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒド
ロキシフェニル］プロピオン酸オクタデシルとしては、ＢＡＳＦジャパン社製「Ｉｒｇａ
ｎｏｘ　１０７６」等が挙げられる。２，２－メチレン－ビス（４－メチル－６－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェノール）としては、住友化学工業社製「ＳＵＭＩＬＩＺＥＲ　ＭＤＰ－Ｓ
」等が挙げられる。３－［３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プ
ロピオン酸オクタデシルと２，２－メチレン－ビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチル
フェノール）を含有する場合、３－［３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフ
ェニル］プロピオン酸オクタデシルと２，２－メチレン－ビス（４－メチル－６－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェノール）の含有比率は、３－［３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒド
ロキシフェニル］プロピオン酸オクタデシルと２，２－メチレン－ビス（４－メチル－６
－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）の合計１００質量部中、質量比で、３－［３，５－ジ－
ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオン酸オクタデシル：２，２－メチ
レン－ビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）＝１０～９０：９０～１０
が好ましく、２５～７５：７５～２５がより好ましい。
【００９４】
酸化防止剤の含有量は、（Ａ）成分及び（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して、０．０
０１～３質量部が好ましく、０．０１～２質量部がより好ましい。０．００１質量部以上
であれば貯蔵安定性が確保されるし、３質量部以下であれば良好な接着性が得られ、未硬
化になることもない。
【００９５】
本実施形態の組成物は、樹脂組成物として使用できる。本実施形態の組成物は、光硬化性
樹脂組成物として使用できる。本実施形態の組成物は、有機ＥＬ表示素子用封止剤として
使用できる。
【００９６】
可視光線又は紫外線を照射して、組成物を硬化させる方法としては、組成物に可視光線又
は紫外線の少なくとも一方を照射して硬化する方法等が挙げられる。このような可視光線
又は紫外線を照射するためのエネルギー照射源としては、重水素ランプ、高圧水銀ランプ
、超高圧水銀ランプ、低圧水銀ランプ、キセノンランプ、キセノン－水銀混成ランプ、ハ
ロゲンランプ、エキシマランプ、インジウムランプ、タリウムランプ、ＬＥＤランプ、無
電極放電ランプ等のエネルギー照射源が挙げられる。本実施形態の組成物は、有機ＥＬ素
子にダメージを与えづらい点で、３８０ｎｍ以上の波長で硬化させることが好ましく、３
９５ｎｍ以上の波長で硬化させることがより好ましく、３９５ｎｍの波長で硬化させるこ
とが最も好ましい。エネルギー照射源の波長としては、赤外光を発光することにより照射
部の温度が上がり、有機ＥＬ素子にダメージを与える可能性が生じるため、５００ｎｍ以
下であることが好ましい。エネルギー照射源としては、発光波長が単波長であるＬＥＤラ
ンプが好ましい。
【００９７】
可視光線又は紫外線を照射して、組成物を硬化させる際は、波長３９５ｎｍにおいて１０
０～８０００ｍＪ／ｃｍ2のエネルギー線を組成物に照射し硬化させることが好ましい。
１００～８０００ｍＪ／ｃｍ2であれば組成物が硬化し、十分な接着強度が得られる。１
００ｍＪ／ｃｍ2以上であれば組成物が十分に硬化し、８０００ｍＪ／ｃｍ2以下であれば
有機ＥＬ素子にダメージを与えない。組成物を硬化させる際のエネルギー量は、３００～
２０００ｍＪ／ｃｍ2がより好ましい。
【００９８】
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本実施形態の組成物の透明性は、以下の通りである。有機物膜の厚さが１μｍ以上１０μ
ｍ以下の時、３６０ｎｍ以上８００ｎｍ以下の紫外－可視光線領域の分光透過率は、９５
％以上が好ましく、９７％以上がより好ましく、９９％以上が最も好ましい。９５％以上
であれば、輝度、コントラストに優れた有機ＥＬ装置を提供することができる。
【００９９】
本実施形態の組成物からなる封止層は、無機／有機積層体を１セットとして数えると、１
～５セットであることが好ましい。無機／有機積層体が６セット以上の場合には、有機Ｅ
Ｌ素子に対する封止効果が５セットの場合とほぼ同じとなるからである。無機／有機積層
体の無機物膜の厚さは、５０ｎｍ～１μｍが好ましい。無機／有機積層体の有機物膜の厚
さは１～１５μｍが好ましく、３～１０μｍがより好ましい。有機物膜の厚みが１μｍ以
上だと、素子形成時に発生するパーティクルを完全に被覆し、無機物膜上に平坦性を確保
しながら塗布できる。有機物膜の厚みが１５μｍ以下だと、有機物膜の側面より水分が侵
入せず、有機ＥＬ素子の信頼性が向上する。
【０１００】
封止基板は、封止層の最上位有機物膜の上面全体を覆うように密着して形成される。この
封止基板としては、前述の基板が挙げられる。これらの中では、可視光線に対して透明な
基板が好ましい。可視光線に対して透明な基板（透明封止基板）の中では、ガラス基板、
プラスチック基板からなる群のうちの１種以上が好ましく、ガラス基板がより好ましい。
【０１０１】
透明封止基板の厚さは、１μｍ以上１ｍｍ以下が好ましく、１０μｍ以上８００μｍ以下
がより好ましく、５０μｍ以上３００μｍ以下が最も好ましい。透明封止基板を封止層の
更に上層に設けることによって、最上位有機物膜の表面が気体に触れると進行する劣化を
抑えることができ、有機ＥＬ装置のバリア性を高めることができる。
【０１０２】
次に、このような構成を有する有機ＥＬ装置の製造方法について説明する。まず、第１の
基板上に、従来公知の方法によって、所定の形状にパターニングした陽極、発光層を含む
有機ＥＬ層、及び陰極を順に形成して、有機ＥＬ素子を形成する。例えば、有機ＥＬ装置
をドットマトリックス表示装置として使用する場合、発光領域をマトリックス状に区切る
ためにバンクが形成され、このバンクで囲まれる領域に発光層を含む有機ＥＬ層が形成さ
れる。
【０１０３】
次いで、有機ＥＬ素子が形成された基板上に、スパッタ法等のＰＶＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法やプラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐ
ｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等のＣＶＤ法等の成膜方法によって、所定の厚さを有す
る第１の無機物膜を形成する。その後、溶液塗布法やスプレー塗布法等の塗膜形成方法や
フラッシュ蒸着法、インクジェット法等を用いて、第１の無機物膜上に本実施形態の組成
物を付着させる。これらの中では、生産性の点でインクジェット法が好ましい。その後、
紫外線や電子線、プラズマ等のエネルギー線の照射によって、組成物が硬化し、第１の有
機物膜が形成される。以上の工程によって、１セットの無機／有機積層体が形成される。
組成物の硬化率は、本実施形態の効果が奏される限りにおいては特に限定されないが、例
えば、後述する測定方法に従って得られる値で９０％以上が好ましく、９５％以上がより
好ましい。
【０１０４】
以上に示される無機／有機積層体の形成工程が、所定の回数だけ繰り返される。但し、最
後のセット、即ち、最上層の無機／有機積層体に関しては、上面が平坦化するように組成
物を、塗布法やフラッシュ蒸着法、インクジェット法等によって、無機物膜の上面に付着
させても良い。
【０１０５】
次いで、基板上の組成物を付着させた面に、透明封止基板を貼り合わせる。貼り合わせの
際、位置合わせを行う。その後、透明封止基板側から、エネルギー線を照射することによ
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って、最上層の無機物膜と透明封止基板との間に存在する、本実施形態の組成物を硬化さ
せる。これによって、組成物が硬化し、最上位有機物膜を形成すると共に、最上位有機物
膜と透明封止基板とが接着される。以上によって、有機ＥＬ装置の製造方法が終了する。
【０１０６】
無機物膜上に組成物を付着させた後、部分的にエネルギー線を照射して重合させてもよい
。このようにすることで、透明封止基板を載置した時に、最上位有機物膜となる組成物の
形状の崩れを防止できる。無機物膜と有機物膜の厚さは、各無機／有機積層体で同じにし
てもよいし、各無機／有機積層体で異なっていてもよい。
【０１０７】
上述した説明では、トップエミッション型の有機ＥＬ装置を例に挙げて説明した。有機Ｅ
Ｌ層で生じる光を基板側から出射するボトムエミッション型の有機ＥＬ装置にも、本実施
形態を適用することができる。
【０１０８】
本実施形態の有機ＥＬ素子は、面状光源、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示
装置として用いることができる。
【０１０９】
本実施形態によれば、第１の基板上に形成された有機ＥＬ素子を外気と遮断するための封
止層を形成し、更にその封止層上に透明封止基板を配置するので、有機ＥＬ素子に対する
十分な水蒸気と酸素に対するバリア性を有する封止構造を得ることができる。本実施形態
によれば、透明封止基板と封止層との間で十分な接着強度を有する封止構造を得ることが
できる。
【０１１０】
本実施形態によれば、封止層の最上位有機物膜を構成する本実施形態の組成物を付着させ
た後に、組成物を硬化させることなく透明封止基板を載置して、その後に組成物を硬化さ
せるようにするので、封止層を構成する最上位有機物膜の形成と同時に、封止層と透明封
止基板との間の接着を行うことができる。その結果、本実施形態は、封止層と透明封止基
板とを接着剤で接着する場合に比して、工程を簡略化できるという効果を有する。
【０１１１】
本実施形態の組成物は、ＪＩＳ　Ｚ　０２０８：１９７６に準拠して、硬化体を８５℃、
８５％ＲＨの環境下に２４時間暴露して測定した１００μｍ厚での透湿度の値が、３５０
ｇ／ｍ2以下であることが好ましい。透湿度が３５０ｇ／ｍ2以下だと、有機発光材料層に
水分が到達せず、ダークスポットが発生しにくい。
【０１１２】
本実施形態によれば、インクジェット法により容易に塗布することができ、ＯＬＥＤ素子
の信頼性、硬化体の透明性及びバリア性に優れる有機ＥＬ表示素子用封止剤を提供できる
。本実施形態によれば、有機ＥＬ表示素子用封止剤を用いた有機ＥＬ表示素子の製造方法
を提供できる。インクジェット法とは、ノズルから微細な液滴を吐出し、対象物に非接触
で塗布を行う方法をいう。
【実施例】
【０１１３】
（実験例１～１７）
以下の方法により組成物を作製し、評価した。
【０１１４】
（組成物の作製）
表１の使用材料を用いた。表２の組成で各使用材料を混合した後にモレキュラーシーブ（
ユニオン昭和社製　５Ａペレット状）を用いて脱水した後に酸素濃度を５ｐｐｍ以下とし
たグローブボックス内に72時間以上暴露することで組成物を調製した。得られた組成物を
使用して、以下に示す評価方法にてＥ型粘度、含水量、溶存酸素量、透湿度、塗布面積の
拡大率、硬化率、透明性、有機ＥＬ評価の測定を行った。結果を表２に示す。表２の組成
物名には、表１に示す略号を用いた。
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【表１】

【０１１６】
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【表２】

【０１１７】
〔Ｅ型粘度〕
組成物の粘度はＥ型粘度計（コーンプレート型：コーン角度１°３４′、コーンロータの
半径２４ｍｍ）を用い、温度２５℃、回転数１００ｒｐｍの条件下で測定した。
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【０１１８】
［含水量］
組成物の含水量は、カールフィッシャー溶液としてアクアミクロンＡＸ（三菱化学（株）
製）を用い、微量水分測定装置ＣＡ－０６（三菱化学（株）製）により測定した。
【０１１９】
［溶存酸素量］
組成物の溶存酸素量は溶存酸素計（飯島電子工業社製、商品名「ＤＯメーター　Ｂ－５０
６（隔膜型ガルバニ電池式）」）を用いて測定した。
【０１２０】
〔光硬化条件〕
組成物の硬化物性の評価に際し、下記光照射条件により、組成物を硬化させた。３９５ｎ
ｍの波長を発光するＬＥＤランプ（ＨＯＹＡ社製ＵＶ－ＬＥＤ　ＬＩＧＨＴ　ＳＯＵＲＣ
Ｅ　Ｈ－４ＭＬＨ２００－Ｖ１）により、３９５ｎｍの波長の積算光量１，５００ｍＪ／
ｃｍ2の条件にて、組成物を光硬化させ、硬化体を得た。
【０１２１】
〔透湿度〕
厚さ０．１ｍｍのシート状の硬化体を前記光硬化条件にて作製し、ＪＩＳ　Ｚ０２０８：
１９７６「防湿包装材料の透湿度試験方法（カップ法）」に準じ、吸湿剤として塩化カル
シウム（無水）を用い、雰囲気温度８５℃、相対湿度８５％の条件で測定した。
【０１２２】
硬化後の上記組成物及び硬化前の上記組成物に、赤外分光装置（サーモサイエンティフィ
ック社製、Ｎｉｃｏｌｅｔ　ｉｓ５、ＤＴＧＳ検出器、分解能４ｃｍ-1）を用い、該測定
試料に赤外光を入射して赤外分光スペクトルを測定した。得られた赤外分光スペクトルに
て、硬化前後でピーク変化を生じない、２９５０ｃｍ-1付近に観測されるメチレン基の炭
素－水素結合の伸縮振動ピークを内部標準とし、この内部標準の硬化前後のピーク面積と
、（メタ）アクリレートの炭素－炭素二重結合に結合する炭素－水素結合の面外変角振動
のピークに帰属される、８１０ｃｍ-1付近のピークの硬化前後の面積から、次式を用い硬
化率を算出した。
硬化率（％）＝［１－（Ａｘ／Ｂｘ）／（Ａｏ／Ｂｏ）］×１００
ここで、
Ａｏ：８１０ｃｍ-1付近の硬化前のピーク面積を表す。
Ａｘ：８１０ｃｍ-1付近の硬化後のピーク面積を表す。
Ｂｏ：２９５０ｃｍ-1付近の硬化前のピーク面積を表す。
Ｂｘ：２９５０ｃｍ-1付近の硬化後のピーク面積を表す。
【０１２３】
〔透明性〕
各実験例で得られた組成物をそれぞれ２５ｍｍ×２５ｍｍ×１ｍｍｔ（ｍｍ厚）のガラス
板（無アルカリガラス、Ｃｏｒｎｉｎｇ社製　Ｅａｇｌｅ　ＸＧ）２枚の間に１０μｍの
厚みに形成し、ＬＥＤランプを用いて波長３９５ｎｍの紫外線を照射量が１５００ｍＪ／
ｃｍ2となるように照射することにより硬化させて硬化体を得た。得られた硬化体につい
て、紫外－可視分光光度計（島津製作所社製「ＵＶ－２５５０」）にて３８０ｎｍ、４１
２ｎｍ、８００ｎｍの分光透過率を測定し、透明性とした。
【０１２４】
〔塗布面積の拡大率〕
各実験例で得られた組成物を７０ｍｍ×７０ｍｍ×０．７ｍｍｔの基材（無アルカリガラ
ス（Ｃｏｒｎｉｎｇ社製　Ｅａｇｌｅ　ＸＧ））上にインクジェット吐出装置（武蔵エン
ジニアリング社製ＭＩＤ５００Ｂ、溶剤系ヘッド「ＭＩＤヘッド」）を用いて４ｍｍ×４
ｍｍ×１０μｍｔとなるようにパターン塗布した。無アルカリガラスは使用前に、アセト
ン、イソプロパノールそれぞれを用いて洗浄し、その後にテクノビジョン社製ＵＶオゾン
洗浄装置ＵＶ－２０８を用いて５分間洗浄した。パターン塗布直後に雰囲気温度２３℃、
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相対湿度５０％の条件で５分間放置し、塗布面積の拡大率（下記式参照）によりインクジ
ェット塗布後の平坦性を評価した。塗布面積の拡大率が小さい程、塗布後の形状が維持さ
れ、位置制御性に優れ、好ましいと評価した。
（塗布面積の拡大率）＝（（パターン塗布してから５分後に、基材表面に接触した組成物
の接触面積）／（パターン塗布直後の、基材表面に接触した組成物の接触面積））×１０
０（％）
【０１２５】
〔有機ＥＬ評価〕
【０１２６】
〔有機ＥＬ素子基板の作製〕
３０ｍｍ角のＩＴＯ電極付きガラス基板（厚さ７００μｍ）を、アセトン、イソプロパノ
ールそれぞれを用いて洗浄した。その後、真空蒸着法にて以下の化合物を薄膜となるよう
に順次蒸着し、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極からなる２ｍ
ｍ角の有機ＥＬ素子を有する基板を得た。各層の構成は以下の通りである。
・陽極　ＩＴＯ、陽極の膜厚１５０ｎｍ
・正孔注入層　４，４’，４”－トリス｛２－ナフチル（フェニル）アミノ｝トリフェニ
ルアミン（２－ＴＮＡＴＡ）
・正孔輸送層　Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジナフチルベンジジン（α－ＮＰＤ）
・発光層　トリス（８－ヒドロキシキノリナト）アルミニウム（金属錯体系材料）、発光
層の膜厚１０００Å、発光層は電子輸送層としても機能する。
・電子注入層　フッ化リチウム
・陰極　アルミニウム　膜厚１５０ｎｍ
【０１２７】
〔有機ＥＬ素子の作製〕
その後、２ｍｍ×２ｍｍの有機ＥＬ素子を覆うように、１０ｍｍ×１０ｍｍの開口部を有
するマスク（覆い）を設置し、プラズマＣＶＤ法にてＳｉＮ膜を形成した。次に、各実験
例で得られた組成物（有機物膜）を、窒素雰囲気下にて上記インクジェット装置を用いて
２ｍｍ×２ｍｍの有機ＥＬ素子を覆うように厚み１０μｍで塗布し、前記光硬化条件にて
、この組成物を硬化させた後、該硬化体の全体を覆うように、１０ｍｍ×１０ｍｍの開口
部を有するマスク（覆い）を設置し、プラズマＣＶＤ法にてＳｉＮ膜を形成して有機ＥＬ
表示素子を得た。
【０１２８】
形成されたＳｉＮ（無機物膜）の厚さは、約１μｍであった。その後、３０ｍｍ×３０ｍ
ｍ×２５μｍｔの透明な基材レス両面テープを用いて３０ｍｍ×３０ｍｍ×０．７ｍｍｔ
の無アルカリガラス（Ｃｏｒｎｉｎｇ社製　Ｅａｇｌｅ　ＸＧ）と貼り合わせ、有機ＥＬ
素子を作製した（有機ＥＬ評価）。
【０１２９】
〔初期〕
作製した直後の有機ＥＬ素子に６Ｖの電圧を印加し、有機ＥＬ素子の発光状態を目視と顕
微鏡で観察し、ダークスポットの直径を測定した。
【０１３０】
〔耐久性〕
作製した直後の有機ＥＬ素子を、８５℃、相対湿度８５質量％の条件下にて５００時間暴
露した後、６Ｖの電圧を印加し、有機ＥＬ素子の発光状態を目視と顕微鏡で観察し、ダー
クスポットの直径を測定した。
【０１３１】
ダークスポットの直径は、パッシベーション膜のピンホールへの封止剤の浸透の程度及び
封止剤中の水分がアウトガスとして排出される程度を評価する指標として捉えることがで
きる。ダークスポットの直径は、３００μｍ以下が好ましく、５０μｍ以下がより好まし
く、ダークスポットが存在しないことが最も好ましいとして評価した。
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【０１３２】
上記実験例から以下のことが判った。
【０１３３】
本実施形態に係る組成物は、有機ＥＬ素子の信頼性や高精度なインクジェットによる吐出
性、インクジェット塗布後の形状維持性に優れ、低透湿性に優れた組成物を提供できる。
【０１３４】
（Ａ）成分として炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートと、
（Ｂ）成分として光重合開始剤を含有し、（メタ）アクリレートあたりの親水性官能基量
が４．８０～７．６０ｍｍｏｌ／ｇの範囲にあることを満たした場合、信頼性、インクジ
ェット吐出性、塗布後の平坦性、低透湿性が優れていた。又、初期に発生するダークスポ
ットの直径も小さかった（実験例１～１２）。
【０１３５】
一方、親水性官能基量が４．８０～７．６０ｍｍｏｌ／ｇの範囲にあることを満たさない
場合、初期に発生するダークスポットの直径が大きいだけで無く、透湿性が高く信頼性に
問題があった（実験例１３～１７）。
【０１３６】
又、炭素数４以上２０以下のアルカンジオールジ（メタ）アクリレートを用いない場合、
塗布面積の拡大率が小さく、インクジェット吐出性、塗布後の平坦性に問題があるだけで
無く、透湿性も高く信頼性に問題があった（実験例１５）。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
本実施形態の組成物は、高精度なインクジェットによる吐出性とインクジェット塗布後の
平坦性に優れ、低透湿性、透明性を有し、有機ＥＬ素子を劣化させない。本実施形態は、
短時間でインクジェット塗布ができる。本実施形態の組成物は、エレクトロニクス製品、
特に、有機ＥＬ等のディスプレイ部品や、ＣＣＤ、ＣＭＯＳといったイメージセンサー等
の電子部品、更には半導体部品等で用いられる素子パッケージ等の接着において、好適に
適用できる。特に、有機ＥＬ封止用の接着において最適であり、有機ＥＬ素子等の素子パ
ッケージ用接着剤に要求される特性を満足する。
【０１３８】
上記組成物は本実施形態の一態様であり、本実施形態に係る組成物を使用した有機ＥＬ素
子用封止剤、硬化体、被覆体、接合体、有機ＥＬ装置、ディスプレイ、並びにそれらの製
造方法等も、同様の構成及び効果を有する。
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